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１．概要（Summary） 

ガラス成形技術を応用した光学素子の作製を考え

ているが、ガラス成形用の金型をいきなり作ろうとす

ると効率が悪いため、石英基板で周期構造を作製し、

微細加工条件の探索を行うことにした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

深掘りエッチング装置 

リアクティブイオンエッチング装置 

RFスパッタ成膜装置 

【実験方法】 

スパッタ装置にてタングステン（W）薄膜を石英基

板上に成膜し、電子線描画用のレジストを塗布し、ベ

ークする。電子線描画装置にて周期 100～250 nmの

ドットパターンを描画する。描画後、現像し SF6ガス

にてレジスト形状をもとに W 薄膜をドライエッチン

グし、W メタルマスクを作製する。次に W メタルマ

スクをもとに石英基板をドライエッチングする。石英

基板には、穴形状ができるが穴径や間隔をコントロー

ルし、微細形状と光学特性が最適になる条件を探って

いった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は、タングステン（W）メタルマスクにてド

ライエッチングした石英基板表面である。ドットパタ

ーンを作製することができた。EB 描画条件、メタル

マスク作製条件、石英ドライエッチング条件を最適化

することができた。今後は、周期や穴径、穴深さをコ

ントロールすることで光学特性の向上を考えていき

たい。 

 

Fig.1  Nano dot pattern 
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